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摘要(译)

一种形成薄膜的方法，该方法包括：在基板上设置抗蚀剂部分，该抗蚀
剂部分包括：包括第一上表面的第一区域;第二上表面包括第二上表面，
第一上表面设置得比第二上表面高，并形成台阶;设置覆盖抗蚀剂部分的
第一保护层;暴露第一上表面;删除第一个区域;在基板上设置第一薄膜;设
置覆盖第一薄膜的第二保护层;暴露第二上表面;删除第二个区域;在基板
上设置第二薄膜;并去除第一保护层和第二保护层。
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